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※概要（Summary ）： 

ナノテクノロジープラットフォームによる平成 24 年

度学生研修プログラムの一環として、3 月 18 日(月)

～20 日(水)の 3 日間にわたり、ナノテクノロジーハブ

拠点の専門技術職員の指導の下、施設・機器を利用し

流体を混合制御するマイクロ流路を作製した。 

（参加学生：２名） 

 

※実験（Experimental）： 

・装置名： 

 ・レーザー直接描画装置 

 ・両面マスクアライナー 

 ・真空蒸着装置 

 ・ディジタルマイクロスコープ 

 

マイクロ流路パターンのフォトマスクをレーザー描

画装置を使って作製した。フォトリソグラフィー工程

時にレジストを適正な断面形状にするためレーザー

光反射率増加を狙って真空蒸着装置により Al を蒸着

した。つぎに上記フォトマスクを使って両面マスクア

ライナーにより Al 蒸着されたガラス基板上に SU-8

レジスト原盤を作製。レジスト原盤に PDMS を流し

込み硬化して、レジスト原盤の反転パターンになった

PDMS のマイクロ流路を作製した。マイクロ流路に穴

あけ、流路キットの組立を行い、最終的に 2 流体をマ

イクロシリンジポンプユニットを使って１流路に合

流させ 2 流体の混合攪拌を試みた。 

 

  

     Fig.1  ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ内での実験風景 

 

※結果と考察（Results and Discussion）： 

フォトマスク作製、SU-8 レジスト原盤作製、PDMS パ

ターン転写、マイクロ流路組立も設計通り行われた。 

2 流体混合を狙って、流路形状を各種設計して試みたが

今回は 2 流体混合はできなかった。両方共に層流となり

混ざりあわなかった。 

 

※その他・特記事項（Others）： 

・今後の課題 

２流体が完全に混合するためには、流路の内側、内壁に

より抵抗が大きくなり、層流から乱流になるよう工夫を

する必要がある。 
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